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ABSTRAK

PENGARUN TIOUREA TERHADAP ELEKTROPLATING KROM(VI)

(Heh

Herv Martanto

Sarjana Sains (S1) dalam hidang Kimia Fakultas Matematika dan
Tlmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas

Dibimbing oleh Prof. Dr. Emriadi. M5 dan Drs. Yeni Stiadi, M3

Konsentrasi larutan plating dan variasi kondisi operasi, yakni kuat arus, waktu
plating dan  penambahan  aditif tiourea memberikan  pengarub terhadap
glektroplating krom(VT) pada logam tembaga, Dari hasil penelitian, diperoleh
komposisi larulan yang memberikan persentase pertambahan berat optimum adalah
pada konsentrasi CrQy 40 2/L, H250, 0.4 gL, C5(NHakh 0.3 ppm, kuat arus 500
mA dan waktu plating 40 menit. Dari uji kekerasan yang dilakukan dengan alat
Rockwell, diperaleh peningkatan kekerasan hasil plating dari .25 HRA menjadi
14,08 HRA.



[. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Semenjak beberapa dekade. perkembanpan ilmu pengetahuan dan teknologi
sangat dituntut untuk menghasilkan bahan dengan kualitas dan ketahanan vang
tingei. Elckiradeposisi logam sukses dikembangkan untuk menghasilkan bahan
baru dengan sitat-sifat fungsional yvang unik. Teknologi modifikasi permukaan
didasarkan pada pengenalan terhadap beberspa proses yang haru, Proses ham
antar lain deposisi vap fisik (pinesical vapowr deposition). deposisi uap kimia
(chemical vapaur deposition), perlakuan laser (loser rrearment), dan implantasi
B0 e :'r::phu:lruﬂ'ﬂﬂj.l

Bahan-hahan logam vang telah diproses, sehaiknya perlu diselesaikan menujuo
tahap akhir yvang disebut denpan proses fimishine, vang salah satunyva disebut
dengan proses eletrofinishing. "roses finishing dapat dilakukan dengan beberapa
cara, diantaranya denpan dipoles, dipemis atau dilapisi dengan lopam yang fain,
Salah satu metoda finishing yang digunakan dalam industri adalah elektroplating.
Elektroplating merupakan metoda pengendapan logam menuju katoda dengan
menggunakan bantuan arus [istrik. Elekimoplating bertujuan untuk menghasilkan
permubkaan logam dengan sifat dimensi yang herbeda daripada fogam dasar vang
dilapisinya,”

Penggunaan krom sebagai bahan pelapis terus berkembang, baik untuk sistem
plating dekoralif maupun plating proteksi, Hal ini discbabkan krom memiliki
keungpulan fisik dan mekanis yang baik scperti angka gesekannsva wvang kecil,
tahan korosi / panas, tehan noda seria warnanyva cemerfang. Karena imulah eknik
pelapisan logam ini terus dikembangkan terutama koerena semakin melwasnya
pencrapan dan pengpunain secarn komersial, khususnya pada industri mesin,
elekteonik dan automotif.*

[nvesipasi tentang penggunaan krom untuk elektrodeposisi telah dimolm
semenjak abad ke |9 sampai sekarang, yakn dengan menggunakan larutan kroem
trivalen [Cr (111)] mauwpun heksavalen [Cr{VI)]. Dalam pengpunaannya schagai

logam pelapis, logam krom tidak seperti logam-logam lainnya bila ditinjau dari



s151 morfologi permukaannyva. Krom dikarsktensasikan schagai schuah logam
vang memiliki  sebuah  jarinpan  berups  keretskan  atan kerusakan  kecil
dipermukaan yang dischbabkan oleh gas hidrogen vang dihasilkan pada katoda
sewakte proses elektroplating berlanpsunp. Kerelskan ini diperhws dengan
perpanjangan (glongetion) logam sehinpga mengurangi ketahanan logam terhadap
korosi, Mamun semua kendala diatzs dapat diatasi dengan menaikkan subu dari
larutan plating schingge mengurangi keretakan tersebut,’

Berhagai teori plating telah dikembangkan seiiring dengan diketahuinya
fungsi katalis dan Kinetika reaksi olalnya, Selain ite terdapat parnmeter lain vang
sangat mempengaruhi hasil pelapisan, vang sejaub ini belum memperoleh hasil
yang memuaskan. Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang penggunaan
hipofosfit dan melihat pengaruhnya terhadap elektroplating  kram(VI} dan
sckarang akan dilakukan penelitian dengan melihat pengaruh penambahan zat

aditif lainnya vakni tiourea juga dalam proses pelapisan logam dengan krom{V1).

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertwjuan untuk mencar kondisi terbaik dari proses elektroplating
kromi{ V1) disertai penambahan tioures dengan memperhatikan berbapai parameter
vakni sebagai bertkut :

1. Penparuh konsentrasi elektralit terhadap persentase perlambahan berat.

2. Pengaruh konsentrasi katalis terhadap persentase pertambahan berat,

=

Pengaruh lamanya wakiu plating terhadap persentase pertambahan berat.

=

Pengaruh koat arus terhadap persentase pertambahan berat.

i

Penparuh penambahan tiourea terhadap kekerasan lapisan dan persentase

perambahan berat diseriai dengan atau tanpa pengadukan.

[.3 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang kondisi optimum
pelapisan krom pada substrat tembaga dengan aditif tiourea. sehinpea dihasilkan

lapisan vang mengkilat dan tahan terhadap goresan atau gesekan.

-



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

[¥ari hasil penelitian tentang clektroplating krom{V 1) dengan penambahan Gourea
vang telah dilakukan, maka dapat disimputkan bahwa  kondisi optimum
elektroplating vang memberikan persentase periambahan berat eptimum adalah
pada konsentrasi Celdy 40 gL, Ha80, 0.4 g/l CS{(NHz): 0.3 ppm, dilakukan pada
kuat arus 300 mA dan wokw 40 menit. Pada konsentrasi tersebul, terjads

peningkatan kekerasan dart 8.25 HRA menjadi 14.08 HRA.

5.2 Saran

Lintuk penefiticn tentang  logam  krom(W1) ind, dibarapkan pada  penelitian
selanjutnya dilskukan analisa terhadap beberapa parameter scperti ketehalan
deposit, rapat arus, uji korosi, penentuan efisiensi plating dan parameter lainnys.
Disamping itu perhatian terhadap aspek konsentrasi dan waktu plating juga harus
dititik beratkan karena kedua parameter memiliki pengaruh  yang  cukup
sipnifikan. Uji mutn yang lain seperti SEM, TEM, maupun XRD schaiknya

clilzkuka.
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